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Motivation: 

Die fortschreitende Miniaturisierung, 

insbesondere in der Elektronik, erfordert neue 

Techniken. Für viele unterschiedliche technische 

Anwendungen, wie optoelektronische, Bauele-

mente sind regelmäßig angeordnete Nano- oder 

Mikrostrukturen notwendig.

Die Strukturierung von Oberflächen, insbeson-

dere durch Kolloide aus Polystyrol (PS), hat auf-

grund guter Skalierbarkeit bezüglich der 

Maskengröße und der Kristallparameter, 

kommerzielle Bedeutung.

Im Zuge dieser Arbeit wurde ein vierstufiger Pro-

zess entwickelt um eine Lochmaske herzustellen.
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I: Aliphatischer, 

aromatischer 

Kohlenstoff

I*: Shake-Up

aus π-Orbital 

des Styrols

XPS Detail

C 1s
II-V: 

Verschiedene 

oxidische

Spezies wie 

-OC(=O)-O-

Monolage

hexagonal 

angeordneter 

PS-Kolloide 

(d=500 nm)

Die Ordnung der 

geätzten Kollo-

ide (d= 234 nm) 

bleibt erhalten.

An Korngrenzen 

ist der Ätzgrad

größer.

Mit SiNxOy

beschichtete 

Kolloide (links).

Teilweise 

oxidierte Hüllen 

heraus-gelöster 

Kolloide (rechts).

XPS Detail

C 1s

XPS Übersicht XPS Übersicht

Die  Zusammen-

setzung der Be-

schichtung (links) 

bleibt auch nach 

der Zersetzung 

weitgehend 

erhalten (rechts).

Die Proben wurden nach den verschiedenen Prozessschritten mikroskopisch (u.a. AFM, Ergebnisse oben) und spektroskopisch

(u.a. XPS, Ergebnisse unten) untersucht. Das PS wird während des Ätzens zersetzt, was sich in den oxidischen Spezies (XPS) 

widerspiegelt. Die Abscheidung besteht aus SiN0,25O0,14 und wird durch die thermische Behandlung im letzten Schritt teilweise bis zu 

SiO2 oxidiert. Die Schicht ist jedoch so beständig, dass die gewünschte Maske nicht entstanden ist. Die PS-Reste wurden aber 

herausgelöst und es sind teilweise offene Hüllen zurückgeblieben. Alle anderen Schritte waren erfolgreich.
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